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RUMUSAN MASALAH

1

Bagaimana pengaruh plasma nitrogen terhadap kekasaran dan tingkat
kebasahan permukaan polistiren?

2

Bagaimana pengaruh modifikasi permukaan interlayer PS dengan
menggunakan teknik plasma nitrogen terhadap hasil deposisi lapisan
Zinc-Pthalocyanine yang terbentuk?

3

Bagaimana pengaruh lapisan ZnPc yang telah dimodifikasi terhadap
kemampuan immobilisasi QCM dalam mengikat biomolekul BSA?



TUJUAN PENELITIAN

1

Mengetahui pengaruh plasma nitrogen terhadap kekasaran dan tingkat
kebasahan permukaan polistiren

2

Mengetahui pengaruh modifikasi permukaan interlayer PS dengan
menggunakan teknik plasma nitrogen terhadap hasil deposisi lapisan
Zinc-Pthalocyanine yang terbentuk

3

Mengetahui pengaruh lapisan ZnPc yang telah dimodifikasi terhadap
kemampuan immobilisasi QCM dalam mengikat biomolekul BSA?



BATASAN MASALAH

1. Digunakan empat jenis pelarut yang digunakan untuk melarutkan PS, 
yakni kloroform, THF, toulena, dan xilen.

2. Parameter plasma yang digunakan adalah daya 40 Watt, waktu 2 menit, 
tekanan 0,3 Torr, dan laju alir gas sebesar 20mL/min.

3. Deposisi ZnPc dilakukan dengan menggunakan arus 28A, tegangan
0,7V, jarak 3cm, waktu vakum 1 jam, dan waktu deposisi selama 5 menit.

4. Perhitungan ketebalan lapisan ZnPc menggunakan substitusi persamaan
Saurbrey, tanpa pengukuran secara langsung.



MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai salah satu pengembangan
dalam dunia fisika material, khususnya dalam modifikasi lapisan
tipis menggunakan teknik plasma nitrogen untuk meningkatkan
fungsionalitas lapisan immobilisasi, sehingga nantinya dapat
digunakan sebagai penunjang pada bidang penelitian yang sesuai.



Quartz pada QCM 

menghasilkan osilasi

resonansi dan

mengalami regangan

pada saat diberi arus

AC diantara kedua

elektrodanya (Chang, 

2010).

Polistirena memiliki

rumus molekul C8H8. 

Gugus C-H pada PS 

menyebabkan sifat

non-polar pada

permukaanya, dan

bersifat hidrophobik

(Latthe et al., 2014). 

Plasma adalah fasa

keempat dari materi

yang sangat kompleks

dengan berbagai

spesies didalamnya, 

quasi-stabil, dan

memiliki energi yang 

tinggi. (Yoon. 2013). 

ZnPc memiliki rumus

molekul C32H16N8Zn, 

bersifat lipofilik, sensitif

dan selektif sehingga

sangat cocok digunakan

sebagai material sensor 

(Singh, 2014). 
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TAHAPAN PERCOBAAN

Preparasi Bahan dan QCM

Modifikasi PS menggunakan

Plasma Nitrogen

Deposisi Lapisan Polistirena

Deposisi Lapisan Zinc-

Pthalocyanine (ZnPc)
Uji Immobilisasi Lapisan ZnPc

menggunkan BSA



KARAKTERISASI

Frequency Counter

Topoghraphy
Measurement System 

(TMS)
Mikroskop Optik

Contact Angle 
Measurement

Mengukur frekuensi

dan kemampuan

immobilisasi

Mengukur kekasaran

permukaan

Pengamatan Morfologi Mengukur nilai sudut

kontak



HASIL & 
PEMBAHASAN

Pengaruh Plasma Nitrogen terhadap
morfologi interlayer polistiren

Pengaruh Plasma Nitrogen terhadap
Fungsionalitas ZnPc yang dideposisi

Pengaruh lapisan ZnPc yang telah
dimofifikasi terhadap kemampuan
immobilisasi BSA

1.

2.

3.



PERUBAHAN NILAI KEKASARAN PERMUKAAN
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Pelarut ∆𝐟 (Hz)

Kloroform -86

THF 401

Toluen 441

Xilen 2914
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KLOROFORM THF TOLUENA XILEN
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PERBANDINGANNILAI KEKASARAN ZNPC

533.414

516.45

464.97

442.356

548.77

527.254

489.152

473.3

400

420

440

460

480

500

520

540

560

kloroform THF Toluene Xylene

K
E

K
A

S
A

R
A

N
 
R

A
 (

N
M

)

PELARUT PS

ZnPc Non-Plasma ZnPc Plasma



PERBANDINGANNILAI SUDUTKONTAK LAPISAN ZNPC
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PERBANDINGAN NILAI KETEBALAN ZNPC 

TERHADAP KEKASARAN AWAL INTERLAYER PS
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KLOROFORM THF TOLUENA XILEN
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5.2 Kesimpulan

1. Parameter plasma yang digunakan mampu menurunkan kekasaran dan sudut kontak PS hingga mencapai

selisih 54 nm dan 460.

2. ZnPc hasil modifikasi menunjukkan peningkatan ketebalan lapisan yang signifikan dengan diiringi

peningkatan kekasaran dan sudut kontak lapisan ZnPc yang terbentuk. Peningkatan ketebalan berkisar antara

22%-295%.

3. Sensitivitas biosensor QCM mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada lapisan ZnPc yang telah

dimodifikasi. Peningkatan tertinggi didapatkan pada interlayer PS pelarut xilen dengan nilai ∆𝑓 mencapau

781%

5.2 Saran

Pada penelitian selanjutnya, perlu dilakukan karakterisasi lebih lanjut pada lapisan ZnPc yang dihasilkan.

Karakterisasi menggunakan SEM akan menunjukkan secara lebih jelas perbedaan hasil penumbuhan lapisan

yang terbentuk.

PENUTUP




